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Technické fesSeni se tyka zarizeni

zejména atmosféry.

Dosavadni stav techniky

Jednim =z faktord prostfedi, které mohou velmi vyrazné
ovlivnit vlastnosti elektrickych a elektronickych prvku
a zarizeni je vlhkost. Vlhkost je sledovana bud absolutnim
mérenim nebo relativnim mérenim. P¥i absolutnim méfeni je
definované mnozstvi mérené atmosféry profukovano pfes
hydroskopickou 1latku a je sledovdn hmotnostni priridstek
hydroskopické latky v disledku pohlceni vodni pary
z atmosféry. Sledovdni relativni vlhkosti bez narokl na
vy$s$i presnost je v soucasné dobé€ provéadéno pomoci riznych

&

typld vlasovych vlhkomérd&. Tam, kde je pozZadovadna vysS$si
pfesnost méreni relativni vlhkosti, je uzivéano psychometri.
Rozméry uvedenych méridch vlhkosti neumozZnuji sledovani
vlhkosti ve velmi malych objemech , napriklad uvnitr pouzder
elektronickych souddstek. Navic mliZze byt presnost méreni
ovlivnéna nékterymi dals$imi vnéjsimi vlivy, napriklad
otresy, & proto nemohou byt tyto mé&rile soucdsti mobilnich

(e

zarizeni. Stavajici zafizeni jsou cenové narocéna a jejich

v, 2

vyroba je obtizZna.
Podstata technického reseni

Vyse uvedené nedostatky jsou odstranény zafizenim pro

méf¥eni vlhkosti podle wuvedeného technického feseni. Jeho

podstatou je, Ze sestava ze snimaciho ¢idla vlhkosti

a méric¢e odporu tohoto snimaciho ¢idla - ohmmetru. Snimaci
¢idlo vlhkosti je tvofeno dvémi elektrodami uloZenymi
navzéjem napri¢, oddélenymi izola¢ni bariérou takové

v 7z

tloustky, 2Ze elektrody spolu s bariérou vytvari tunelovy
prechod. Snimaci ¢&idlo je takového usporadani, Ze umozfiuje

difusi wmolekul vody z atmosféry do izolaéni bariéry, coz




zplisobuje zménu odporu tunelového prechodu. Méri¢ odporu
- ohmmetr - je takovy, Ze méfici napéti je v rTadu jednotek

milivoltd.

Toto zafizeni. pro mé&feni vlhkosti dovoluje provadét
méreni vzdu$né vlhkosti mnohem operativnéji a méné narodénym
zpiisobem neZ dosud ‘pouzivané mérice vlihkosti. P¥i pouziti
digitalniho méfice odporu je mozno zafizeni pouzit
iv mobilnich'zafizenich.‘Snimaci éidlo”V1hkOSti pritom muze
byt cejchovano pro mé&feni absolutni i relativni vlhkosti.
Cejchovéani je nutno provést podle presného meérice vlhkosti

ptislusného typu.

Prehled obrazk na vvkresech

Technické feSeni a jeho uc¢inky jsou blize vysvétleny
v popisu konkrétniho prikladu provedeni podle prilozenych
vykresti, kde je na obr. 1 znazornéno schématicky zarizeni
pro méreni vlhkosti podle technického reseni. Na obr. 2 je
v narysu V fezu znazornéno snimaci <&idlo tohoto zarizeni
a na obr. 3 je znadzornéno toto ¢idlo v pidorysu. Na obr. 1
je uvedena typicka zavislost relativni zmény odporu

snimaciho ¢idla.

Prikladv provedeni technického feseni

Zafizeni pro mé&feni vlhkosti podle technického reseni
sestava ze snimaciho ¢idla 5, ke kterému je pripojen meéric
odporu 6 - nizkonapé&tovy ohmmetr cejchovany piimo
v jednotkach vlhkosti - se zapisovadem 7. Snimaci &idlo S
vlhkosti se sklada ze dvou vzajemné prekiizenych kovovych
vodivych elektrod 2, 4 vzajemné oddélenych izolaéni vrstvou
3, které jsou vytvoieny na izolad¢ni podlozce 1. Na izoladni
podlozce 1 je vytvorena, napiiklad napatenim, =zakladni
vodiva elektroda 2. Na této vodiveé elektrodé 2 je vytvoriena
jzolaéni vrstva 3. Tato izolaéni vrstva 3 miZe byt vytvorena
napriklad oxidaci, nitridaci, naparenim izolac¢niho
materialu, nanesenim z kapalné faze nebo jinak. Tloustka
této izola&ni vrstvy 3 je kriticka a musi byt takova, aby po

pripojeni napéti na snimaci ¢idlo 5 vlhkosti mnastalo



tunelovani pri nizs${ drovni napéti, nez je prirazné napéti
izolaéni bariéry. Snimaci ¢&idlo S je kompletovano napafenim
dals$i vodivé elektrody 4.

Pf¥i expozici uvedeného snimaciho ¢idla 5 v atmosfére
dochézi k difusi molekul vody od hran dal§i vodivé elektrody
4 do izolaéni bariéry a tim ke zméné tloustky, vodivosti,
pripadné tloustky i vodivosti izola¢éni bariéry. To se
projevi zménou odporu snimaciho &idla 5 vlhkosti. Jestlife
dochédzi ke zvétéovéni'tlouéfky bariéry, napriklad vytvarenim
hydrida vV pripadé, kdy izolaéﬁi bariéra je +tvorena
kysli¢nikem, odpor snimaciho &idla 5 roste. Je-1i izolaéni

bariéra tvorena organickou l4atkou, odpor snimaciho &idla §

PEi jejim navlhani klesa.

Pfikladem mozZného provedeni je snimaci &idlo S v systému
elektrod Al-Pb. Izolaé&éni bariéra je v tomto pripadé tvofena
vrstvou A1203. Snimaci ¢idlo 5 je vytvoreno naparovédnim. Po
napareni zakladni Al vodivé elektrody 2 byla bez pferuseni
vakua provedena jeji plasmaticka oxidace v kyslikové plasme.
Pak byla izolad&ni podlozka 1 s naparenou a oxidovanou
vodivou elektrodou 2 preloZena na masku Pro napareni dals$i
vodivé elektrody 4 a byla naparena dal$i vodiva elektroda
4 z Pb. Tlcustka vrstev vodivych elektrod 2, 4 neni
kritickd, je pouze nutné, aby vodivé elektrody 2, 4 byly
dobfe vodivé. Tomu odpovida tloustka 0,2 pm a véts$i. Sifka
elektrod 2, 4 byla 0,5 mm. Kriticka je vsak tloustka
oxidované izoladéni vrstvy 3, vytvorené na zakladni vodivé
elektrodé 2. Material izoladéni podlozky 1 snimaciho &idla
S neni zpravidla kriticky. V tomto pfipadé bylo pouzito
bezalkalického skla. Zména odporu tohoto snimaciho &idla 5
exponovaného ve vzduchu s relativni vlhkosti 80 % je uvedena
na obr. 4. Snimaci ¢idlo S bylo mérfeno ohmmetrem s méricim

napétim 6 mV,

Je zfejmé, 2e uvedené snimaci ¢idlo 5 vlhkosti mtZe byt
vyrobeno jako soudastka o velmi malych fyzickych rozmé:rech.
Proto miZe byt vyuzito pro sledovani vlhkosti nejen ve
velkych prostorech, napriklad v klimatizovanych mistnostech,

ale i v prostorech velmi malych, kde je tfeba zajistit
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pozadované mikroklima, napriklad v pouzdrech elektronickych
soudastek.

Primyslova vyuZitelnost
Zafizeni pro méreni vlhkosti podle technického feseni
nalezne uplatnéni predevsim v elektrotechnickém

a'potravinéfském primyslu.



NAROKY NA OCHRANU

1. Zarizeni pro méfeni vlhkosti, vy znadu jici se
tim, Ze sestdvd ze snimaciho ¢idla (5), které je pripojeno
k méri¢i odporu (6), pridemz snimaci ¢&idlo (5) je tvofeno
izola¢ni podlozkou (1), na které je vytvofena vodiva
elektroda (2) pokrytéd izolaéni vrstvou (3), na které je
napri¢ vodivé elektrodé (2) umisténa dal$i vodiva elektroda

(4).

2. Zatizeni podle ndroku 1, vyznacugjici s e

t i m, Z2e k méfi¢i odporu (6) je pripojen zapisovad (7).
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